e POPIS VYNALEZU | 249527

REPUBLLIKA (11) (32)

. K PATENTU
(51) Int. C14

- G 03 C 1/68
c

3
(22) P¥ihlageno 11 10 84 07 D 251/16
(21) (PV 7727-84)

(32) (31) (33) Préavo pfednosti od 12 10 83
{P 33 37 024.9)
Némecka spolkova republika

(40) Zvefejnéno 17 07 86

URAD PRO VYNALEZY | (45) Vydéno 15 09 88
A OBIEVY

(72)
Autor vynélezu BUHR GERHARD dr., KONIGSTEIN/TS. [NSR)

(73)
Majitel patentu HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT/M. (NSR)

(54) Smés citliva na svétlo a zpiisob vyroby iéinné slozky

1 2

Smés citlivd na svétlo, obsahujici jako -
dinnou sloZku derivdat bis-trichlormethyl-s-
-triazinu a kopulaéni reakéni sloZku, ktera
reaguje s produktem fotochemické reakce
derivdtu  bis-trichlormethyl-s-triazinu  za
vzniku produktu, ktery mé ve vyvojce ab-
sorpci svétla nebo rozpustnost odliSnou od
kopulaéni reak&ni sloZky, vyznaCujici se
tim, Ze jako derivat bis-trichlormethyl-s-tri-
azinu obsahuje slouceninu obecného vzorce.
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Vyndlez se tyka smeési citlivé na svétlo,
kterd obsahuje bis-4,6-trichlormethyl-s-tri-
aziny, které jsou substituovdny v poloze 2
aromatickym zbytkem. Déle se vyndlez tyka
zplsobu vyroby téchto novych sloudenin.

Sloudeniny uvedeného typu jsou znamé
jako inicidtory pro rfizné fotochemické re-
akce. PouZivaji se jednak proto, aby se ra-
dikély vznikajici plisobenim aktinického z4-
Feni vyuZily k vyvolani polymeriza¢nich
reakci nebo barevnych zmén, a jednak pro-
to, aby se uvolnénou kyselinou mohly vyvo-
lat dalsi reakce.

V DE-C & 2243621 se popisuji trichlor-
methyl-s-triaziny, substituované styrylovou
skupinou, které maji *adu vyhodnych vlast-
nosti. Nevyhodou je jejich relativné kompli-
kované p¥iprava.

V DE-C &. 2718 259 se popisuji 2-aryl-4,6-
-bis-trichlormethyl-s-triaziny s vicejaderny-
mi arylovymi skupinami, které maji podobné&
vyhodné vlastnosti, zejména vysokou citli-
vost viidi svétlu a které se daji vyrobit jed-
noduchym zptisobem. Tyto sloudeniny vSak
maji zpravidla vysokou citlivost jen v jed-
nom spektridlnim rozsahu a nedaji se tudiZ
zpracovédvat na materidly citlivé vi&i svétlu,
které maji stejné vysokou citlivost viiéi riz-
nym zdrojim svétla, napfiklad vidi lasertim
s ionty argonu a rtutovym vybojkdm s ga-
liem.

Byly rovnéZ &inény pokusy kombinovat
inicidtory fotopolymerizace jiné struktury
s takovymi sloudeninami, které obsahuji tri-
chlormethylové skupiny, aby se ve smési do-
sdhlo poZadovanych vlastnosti (srov. DE-A
¢. 2851641).

Ukolem predloZeného vyndlezu bylo tudiZ
navrhnout fotoinicidtory, které se daji vy-
robit jednoduchym zpGsobem, a které by
pokud jde o citlivost vG&i ultrafialovému
z4Feni laseru s argénovymi ionty na strané&
jedné a viii zafeni vysokotlaké rtutové vy-
bojky s galiem ve viditelném rozsahu spekt-
ra na stran& druhé odpovidaly vZdy alespoii
fotoinicidtorfim, které jsou w prislu¥ném
spektrdlnim rozsahu zvi4sts citlivé.

Tento tikol byl vyF¥e3en nalezenim novych
viiéi svdtlu citlivgch sloudenin obecného
vzorce I
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(1)
v némzZ

R! a R? znamenaji atomy vodiku nebo me-
thylové skupiny,

4

R% a R? jsou navzdjem rozdilné a zname-
naji vZdy atom vodiku nebo 4,6-bis-trichlor-
methyl-s-triazin-2-ylovou skupinu,

R5 a R® jsou stejné nebo rozdilné a zna-
menaji atomy vodiku nebo atomy halogenu,
alkylovou skupinu s 1 aZ 3 atomy uhliku,
alkenylovou skupinu se 2 aZ 3 atomy uhliku
nebo alkoxyskupinu s 1 a% 3 atomy uhliku,

Ar znamend jedno- aZ tfijaderny, popfi-
pad& ¢4asten& hydrogenovany aromaticky
zbytek, ktery je popfipadé& substituovdn a-
tomy halogenu, nesubstituovanymi nebo a-
tomy halogenu, arylovymi skupinami nebo
aryloxyskupinami substituovanymi alkylovy-
mi zbytky, v nichZ jsou jednotlivé methyle-
nové skupiny popiipad& nahrazeny atomy
kysliku nebo atomy siry, a pfitemZ vidy
dvé z t8chto skupin jsou pop¥ipadé spojeny
za vzniku péti- nebo Sestiflenného kruhu,
cykloalkylovymi skupinami, alkenylovymi
skupinami, arylovymi skupinami nebo aryl-
oxyskupinami vZdy s celkem nejvySe 12 ato-
my uhliku.

Prfedmétem pfFedloZeného vynédlezu je tu-
diZ smés citlivd na sv&tlo, obsahujici jako
u€innou sloZku derivét bis-trichlormethyl-s-
-triazinu a kopula&ni reakéni sloZku, kterad
reaguje s produktem fotochemické reakce
derivdtu  bis-trichlormethyl-s-triazinu za
vzniku produktu, ktery mé ve vyvajce ab-
sorpci svétla nebo rozpustnost odliSnou od
kopula&ni reakéni sloZky. Smés podle vyné-
lezu se vyznacuje tim, Ze derivdtem bis-tri-
chlormethyl-s-triazinu je sloufenina shora
uvedeného a definovaného obecného vzorce
I.

Slou€eniny podle vyndlezu tvoii plisobe-
nim aktinického zdfeni volné radikéaly, které
jsou schopné zahajovat chemické reakce,
zejména polymerizatni reakce iniciované
radikély. Tyto sloudeniny tvori déle pii oza-
Feni halogenovodik a mohou uvadé&t do cho-
du reakce katalyzované kyselinami, napf¥i-
klad 3tépenim acetalovych vazeb nebo tvor-
bou soli, napfiklad zménou barvy indikdto-
rovych barviv.

Aktinickym z&fenim se v rdmci tohoto vy-
ndlezu rozumi kaZdé z4¥eni, jehoZ energie
odpovidd alespoil za¥eni krdtkovlnného wi-
ditelného svétla. Vhodné je zejména dlou-
hovinné ultrafialové zareni, avS8ak také e-
lektronové zdfeni, rentgenové zéfeni a la-
serové zdfFeni apod.

V obecném vzorci I maji symboly vfhodné&
nésledujici vyznam:

R! a R? znamenaji atomy vodiku nebo me-
thylové skupiny, 2v143t8 vyhodn& atomy vo-

diku,

R5 znamenéa atom vodiku,

R® znamend atom vodiku, atom chloru,
nebo atom bromu, alkylovou skupinu s 1 aZ
3 atomy uhliku nebo methoxyskupinu,

Ar znamend fenylovou skupinu vzorce II
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v ném¥

R? a R? jsou stejné nebo navzajem riizné
a znamenajl atomy vodiku nebo atomy ha-
logenu, vyhodné fluoru, chloru nebo bromu,
alkylové skupiny, které jsou poptipadé sub-
stituovany atomy halogenu, vyhodné& chloru
nebo bromu, arylovymi skupinami nebo aryl-
oxyskupinami a v nichZ jsou pop¥ipadé jed-
notlivé methylenové skupiny nahrazeny a-
tomy kysliku nebo atomy siry a pridemz
vzdy dva z t&chto zbytkd jsou popripadé
spojeny za vzuiku 5- nebo 6-¢lenného kru-
hu, dédle znamenaji cykloalkylové skupiny,
alkenylové skupiny, arylové skupiny nebo
aryloxyskupiny a celkovy pofet atom{i uhli-
ku ve zbytcich R7 aZ R? &ini nejvyde 12,

Ar znamend dale naftylovou skupinu, ace-
naftylovou skupinu, di- nebo tetrahydrona-
ftylovou skupinu, indanylovou skupinu, an-
thrylovou skupinu, fenanthrylovou skupinu,
fluorenylovou skupinu nebo tetrahydrofe-
nanthrylovou skupinu, kteréZto skupiny jsou
popfipadé substituovdny halogenem, vyhod-
né atomy chloru nebo bromu, alkylovymi
skupinami s 1 aZ 3 atomy uhliku, alkoxy-
skupinami s 1 aZ 4 atomy uhliku nebo alko-
xyalkylovymi skupinami se 3 aZ 6 atomy
uhliku.

Zv1asté vyhodné jsou sloudeniny obecného
vzorce I, v ndmZ

R1, R% R3 RS a R® znamenaijf atomy vodiku,

Ar odpovidd obecnému vzorci II, ve kte-
rém R’ a% RY jsou stejné nebo rozdilné a
znamenajl atomy vodiku, atomy fluoru, ato-
my chloru nebo atomy bromu, alkylové sku-
piny, alkoxyskupiny nebo alkoxyalkylové
skupiny nebo

R’ znamend atom vodiku a

R® a RY znamenaji spoletnd dioxymethyle-
novou skupinu.

Zcela zvla$té vyhodunou slouéeninou je
2-[4-styrylfenyl)-4,6-bis-trichlormethyl-s-tri-
aziu.

Jednotlivé mohou mit u zvla8té vyhodnych
sloufenin zbytky Ar napfiklad nésledujici
vyznam:

fenyl,

2-, 3- nebo 4-fluorfenyl,
2-, 3- nebo 4-chlorfenyl,
2-, 3- nebo 4-bromfenyl,
2-, 3- nebo 4-methyl-,
-ethyl-,

-propyl-,

-butyl-,

-isobutyl-,

-hexyl-,

-nonyl- nebo
-dodecylfenyl,

2-, 3- nebo 4-methoxy-,
-ethoxy-,

-isopropoxy-,

-butoxy-,

-pentoxy-,

-oktyloxy- nebo
-decyloxyfenyl,
2,4-dichlor- nebo
-dibromfenyl,
3,4-dichlor- nebo
-dibromfenyl,

2.6 dichlorfenyl,
3-brom-4-fluorfenyl,
2,3-, 2,4-, 2,5-, 3,4- nebo
3,5-dimethoxy-,
-diethoxy-,

-dibutoxy- nebo
-diethoxyfenyl,
2-ethoxy-5-methoxyfenyl,
3 chlor-4-methylfenyl,
2.4-dimethylfenyl,

2-, 3- nebo 4-methoxyethyl-,
-ethoxyethyl- nebo
-butoxyethylfenyl,

2,4 6-trimethylfenyl,

3 4 5-trimethoxy- nebo
-friethoxyfenyl,
2,3-dioxymethylenfenyl nebo
3.4-dioxymethylenfenyl.

Aryl-bis-trichlormethyl-s-triaziny obecué-
ho vzorce I se podle vyndtezu vyrabéji jed-
nodu$sim a vyhodné&jSim zpflisobem Kko-tri-
merisaci 1 mo!l nitrilu arylkarboxylové ky-

seliny obecného vzorce III

1
Ar—CR=CR R

(111)

v némz

R a RY maji navzdjem rozdilny vyznam
a znamenaji atom vodiku nebo skupinu CN,
a

Ar, R!, RZ R® a RS maji vyznamy uvedené
v bod& 1, a 2 aZ 8 mold trichloracetonitrilu
v pfitomnosti halogenovodiku, vyhodné&
chlorovodiku a Friedel-Craftsovych kataly-
zdtor(, jako chloridu hlinitého, bromidu hli-
nitého, chloridu titani¢itého a bortrifluorid-
-etherdtu analogickym postupem jako je po-
psdn v Bull. Chem. Soc. Jap. 42, 2 924 (1969].




249527

7

Dal8i moZnosti syntézy spocivajl v reakci
arylamidind s polychlor-3-azepent-3-enem
podle metody zvefejnéné v Angew. Chem.
78, 982 (1966) nebo napiiklad v reakci chlo-
ridét nebo anhydrid karboxylové kyseliny s
N-(iminoacyl)trichloracetamidiny, pomoci
nichZ jsou snadno dostupné také 2-aryl-4-

-methyl-6-trichlormethyl-s-triaziny, jak je
popséano v GB-A &. 912 112.

Nitrily pouZivané ke kotrimerisaci se mo-
hou zvlasté jednodule syntetizovat Horner-
-Wittigovou olefinisaci (srov. ,,Houben-
-Weyl”, sw 5/1b, str. 396 aZ 401 a 895 aZ
899] podle schématu

"
R 2 g 5
, R R
Ar—c 4+ cH—< G )—R"
Po(ocyHg), R
ot

N

R
- 2 10
s Ar-CR-CR ""‘@R
6

R

pritemZ

R1 nebo Rl znamenaji nitrilovou skupinu,
a vSechny ostatni zbytky maji vyznam uve-
deny pod vzorcem I.

Diethylester aralkylfosfonové kyseliny
vznikd hladce reakci odpovidajicich ¢-halo-
genalkylaromdtd s triethylfosfitem.

Nitrily se mohou samozFejmé vyrdbét také
podle dal3ich metod zndmych z literatury
vyménou nebo z odpovidajicich karboxylo-
vych kyselin nebo derivatd karboxylovych
kyselin. V publikaci ,,Methoden der organ.
Chemie" [Houben-Weyl), sv. 5/1b [1972) je
moZno nalézt Fadu syntéz substituovanych
stilbent.

Nové sloudeniny podle vynédlezu jsou
vhodné jako fotoinicidtory pro fotopolyme-
risovatelné vrstvy, které jsou podstatné
sloZky obsahuji monomery, pojidla a inicia-
tory.

Fotopolymerisovatelné monomery upotie-
bitelné pro tuto aplikaci jsou zndmé a jsou
popsdny napfiklad v americkych patento-
vych spisech €. 2 760 863 a &. 3 020 023.

Vyhodnymi pfiklady jsou estery kyseliny
akrylové a methakrylové odvozené od vice-
mocnych alkohold, jako je diglycerindiakry-
14t, polyethylenglykoldimethakryldt, akryla-
ty a methakrylaty trimethylolethanu, trime-
thylolpropanu a pentaerythritu a vicemoc-
nych alicyklickych alkoholl. Vyhodn& se
pouZiva také reak&énich produkth diisokya-
nétl s parcidlnimi estery vicemocnych alko-
hol. Takovéto monomery se popisuji na-
pfiklad v DE-A &. 2 064 079, 2 361 041 a &islo
2 822 190.

Podil monomer@ ve vrstvé ¢ini obecné asi
10 aZ 80, vfhodn& 20 aZ 60 % hmotnosti.

Jako pojidla se mohou pouZivat ¢etné roz-

5
+ HOPO ( 0C,Hs Jo

pustné organické polymery. Jako pfiklady
1ze uvést:

polyamidy,

polyvinylestery,
polyvinylacetaly,
polyvinylethery,

epoxidové pryskyfice,

estery polyakrylové kyseliny,
estery polymethakrylové kyseliny,
polyestery,

alkydové pryskytice,
polyakrylamid,
polyvinylalkohol,
polyethylenoxid,
polydimethylakrylamid,
polyvinylpyrrolidon,
polyvinylmethylformamid,
polyvinylmethylacetamid,

jakoZ i kopolymery monomeril, které tvori
uvedené homopolymery.

Dale prichdzejl v tvahu jako pojidla p¥i-
rodni 14tky nebo pFeménéné pFirodni latky,
napriklad Zelatina a ethery celulosy.

S vyhodou se pouZivd pojidel, ktera jsou
nerozpustna ve vod8&, ktera vsak jsou ve vod-
né&-alkalickych roztocich rozpustnd nebo
alespont botnatelnd, vzhledem k tomu, Ze
vrstvy s takovymito pojidly se daji vyvijet
vyhodné pomoci vodné alkalickych vyvojek.
Takovato pojidla mohou obsahovat napf¥iklad
skupiny:

—COOH,
—PO3H3,
—SO0s3H,
—S0O2NH—,
—S02NHSO—2 a
—8S02NH—-CO—.
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Jako priklady téchto latek lze uvést: ma-
leindtové pryskyfice, polymery z (g-metha-
krylovloxyethyl)esteru N-(p-tolylsulfonyl)-
karhamové Kkyseliny a kopolymery téchto a
podobnych monomerit s dil8imi monomery,
jakoZ i kopolymery styrénu a anhydridu ma-
leinové kyseliny. Vyhodné jsou kopolymery
alkylmethakrylatu a methakrylové kyseliny
a kopolymery z methakrylové kyseliny, al-
kylmothakrylaii a methyvlmethakryldtu ne-
bo/a styrenu, akrylonitrilu apod., jak je po-
pisujl v D¥&-A €. 2064 080 a 2 363 806.

MnoZstvi pojidla ¢ini obecné 20 aZz 90,
vyhodné 40 az 80 % hmotnosti sloZek vrst-
vy.
Fotopolymerovatelné smési mohou obsa-
hovat vZdy podle pldnovaného tcelu pouZiti
a podle poZadovanych vlastnosti razné latky
jako pfisady: Jako prisady lze uvést:

inhibitory k zabréné&ni termické polymerisa-
ce monomor,

donory vodiku,

dounory vodiku,

latky modifikujici sensitometrické vlastnosti
takovychto vrsteyv,

harviva,

barevné a bezbarvé pigmenty,
barvotvorné latky,
indikatory,

zmékCovadla apod.

Fotopolymerisovatelnd smés se miZe po-
uZivat pro nejrtiznéjsi aplikace, napfiklad k
vyrob& bezpefnostniho skla, laki, které se
vytvrzuii svétlem nebo korpuskulérnim zé-
Fenim. naptiklad elektronovym zarenim, v
dentélni oblasti a zeiména kopirovaciho ma-
teridlu citlivého na svétlo v oblasti repro-
dikéni techniky. Jako aplikaéni moZnosti v
této oblasti lze vvést: kopirovact vrstvy pro
fotochemickou vyrobu tiskovych forem pro
tisk z vv8ky. tisk z plochy, hlubotisk, sito-
tisk, reliefnich kopii, napriklad k vyrohé
text ve slepeckém pismu, jednetlivych ko-
pif, ohrazit p¥i ¢inéni, obraz pomoci pie-
mentl atd. Dédle jsou tyto smési pouZitelné
pro fotomechaunickou vyrobu leptu reserv,
napfiklad pro vyrobu jmennych Stitkd, ko-
pirovacich obvodl a pro leptdni tvarovych
tBlisek.

Prémyslové zhodneceni smési pro uvedené
néelv pouZiti se miliZe provadét ve formé
kapalného roztokn neho disperze. napriklad
ve formé [otoresistentniho roztoku, ktery
snotfehitel sdm aplikuje na individudlni no-
sitt, napiiklad k leptani tvarovych télisek,
pro vyrobu tiSténych obvodi, sitotiskovych
Sablon a pod. Tato smés se miZe vyskytovat
také ve formé vrstvv citlivé na svétlo na
vhodném nositi ve formé skladovani schop-
ného predem vrstvou citlivou ns svétlo o-
patieného kopirovaciho materidlu, napfiklad
pro vyrobu tiskovych forem. RovnéZ tak je

10

uvedend sm#s vhodod pro vyrobu suchych
chranidel.

Obecué je priziivé chranit uvedené smési
béhem fotopolymerisice pred viivem kysli-
ku. V pripadé penZiti smési ve formé ten-
kych kopirovacich vrstev je moZno doporu-
¢it nandSenim vhodného kryciho filmu, kte-
ry je malo propustny pro kyslik. Tenfo film
miiZe byt samonosny a pred vyvijeaim ko-
pirovaci vrstvy se odejme. Pro tento ucel
jsou vhodné napfiklad polyesterové filmy.

Kryci film mZe také sestdvat z materia-
lu. ktery se ve vyvijeci kapaliné rozpouSti
nebo se d& alespoil na nevytvrzenych mis-
tech pri vyvijeni odstrznit. Materidly vhod-
nymi pro tento Ucel jsou napiiklad vosky,
polyvinylalkohol, cukry atd.

Jako nosite vrstev pro kopirovaci mate-
ridly vyradb&né ze smési podle vyndlezu se
hodi napi¥iklad hlinik, ocel, zinek, méd a f6-
lie z plastické hmoty, napfikiad z polyethy-
lentereftaldtu nebo acetdtu celuldzy, jakoz
i nosi€e pro sitotisk, jako je perlonovd géza.

Slougeniny citlivé na zafeni jsou jako fo-
toiniciatory tudinné jiZz v Kkoncentracich od
asi 0,05 % z celkové hmotnosti smési. Kon-
centrace nad 10 9% hmotnostnich je obecné |
netcelnd. Vyhodng se pouZivd koucentrsci
od 0,2 do 7 %.

Déle se mohou sloufeniny podle vynédlezu
pouZivat také v takovych smésich citlivych
n? zéfeni. u nichZ se zwény vlastnosti dosa-
rje kvselymi katalvzatorv, které vzunikajl
pPi fotolyze. Uvést 1ze napriklad kationickou
polymerisaci systémii, které obsahuji vinyl-
ethery, N-vinylderivéty, jako N-vinylkarba-
zol nebo specidlni viiéi G&inku kyselin la-
biini laktony, pFi€emZ neni vyloudeno, Ze na
nékterych z téchto reakci se podili také ra-
dikdlové pochody.

Jako hmoty tvrditelné kvselinami lze u-
vést ddle aminoplasty, jako mcgovinoformal-
dehydové pryskyfice, melaminformaldehy-
dové pryskylice a dalSi N-methylelderivaty,
jakoZ 1 fenolformaldehydové pryskyfice.
JestliZe se také vytvrzovdni epoxidovych
pryskyfic provadi obecné pfischenim Lewi-
sovych kyselin, poptipadé takovych kyvseliu,
jejichZ anionty maji niZsi nukleofilii neZ
chloridabromid.tedyneZaniontvhalogenovo-
chlorid a bromid, tedy neZ anionty haloge-
novodikovych kyselin, které vznikaji p¥i fo-
tolyze za pouZiti novych slouCenin, pak se
presto vvtvrzuji vrstvy, které sestavaji z
evoxidovych pryskyfic a novelakt hladce
pri czalfeni v prFitomnosti sloufenin podle
vynalezu,

Dal3i vyhednd vlastnost novych slouéenin
spolivd v jejich schopnosti vyvoldvat v ba-
revnych systémech pri fotolyze barevny ple-
chod; z pfedprodukti bharviv, napfiklad z
leukoderivatfi, indukuji vznik barvy nebo
zplsobuji bathochromni pesuny barev a zin-
tenzivnéni barev ve smésich, které obsahuji
cyaninové, merocyaninové nebo styrylové
béze barviv.
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Také je moZno napfiklad ve smésich, které
jsou popsédny v DE-A &. 1572 080 a které ob-
sahuji barevnou béazi, N-vinylkarbazol a ha-
logenovany uhlovodik, nahradit halogende-
rivat tetrabrommethanu ¢4sti jeho mnoZstvi,
tj. asi 2 %, slouteninou podle vynélezu.
Barevné prechody jsou v technice Zadouci
napiiklad také pfi vyrobé tiskovych forem,
aby se mohl po ozé&Feni jeSt& pred vyvijenim
posoudit vysledek kopirovdni. Misto 14tek
uvolfiujicich kyselinu, které jsou uvedeny w
DE-A &. 2331377 a 2641100, se vyhodng&
pouZivaji sloudeniny podle pfedloZeného
vynélezu.

Zvla8t€ vyhodnou oblasti aplikace pro
sloueniny podle vyndlezu jsou smési, které
vedle jinych sloZek obsahuji jako podstat-
nou sloZku sloueninu s alespon jednim se-
skupenim C—O—C, které je St&pitelné ky-
selinou. Jako slou€eniny, které jsou St&pi-
telné kyselinou, 1ze uvést pfedevsim:

A. takové sloufeniny s alespoii jednou sku-
pinou esteru orthokarboxylové kyseliny
nebo/a skupinou amidacetalu karboxylo-
vé kyseliny, pFfi€emZ sloufeniny maji také
polymerni charakter a uvedend seskupe-
ni se mohou vyskytovat jako spojovaci
prvky v hlavnim fet&zci nebo jako sub-
stituenty v postrannim Fetézci;

B. polymerni sloufeniny s opakujicimi se
acetalovymi nebo/a ketalovymi seskupe-
nimi, u nichZ jsou vyhodné& oha «-C-ato-
my alkohold potFebnych k vystavbé t&ch-
to seskupeni, alifatické povahy.

Sloueniny typu A Sté&pitelné kyselinou
jako sloZky smési citlivfch na svétlo jsou
podrobné popsdny v DE-A &. 2610 842 nebo
€. 2928 636. Smési, které obsahuji slou&eni-
ny typu B, jsou pFfedmétem DE-C &. 2 718 254.

Jako sloufeniny Stépitelné kyselinou Ize
uvést napfriklad také specidlni arylalkylace-
taly a -aminaly popsané v DE-C &. 2 306 248,
které se rovn&Z odbourdvaji produkty foto-
Iyzy slouenin podie vynélezu. Dal3imi slou-
¢eninami jsou enolethery a acyliminokarbo-
naty, které se popisuji v EP-A €. 6 626 a ¢islo
6 627.

Takovéto smési, ve kterych se plisobenim
aktinického z&Feni nepfimé nebo bezpro-
st¥fedni molekuly, jejichZ pFitomnost pod-
statné ovliviiuje chemické nebo/a fyzikdlni
vlastnosti smési, pfemé&iiuji na mensi, maji
na oz4fenych mistech obecné zv§Senou roz-
pustnost, lepivost nebo t&kavost. Tyto &&sti
se mohou vhodnymi opatifenimi, nap¥iklad
rozpudténim vyvijeci kapalinou, odstranit.
U kopirovacich materidlfi se v téchto pfipa-
dech hovofi o pozitivng pracujicich systé-
mech.

Novolakové kondenzaéni pryskyrice osvéd-
¢ené v piipads €etnych pozitivnich kopiro-
vacich materidli se ukézaly jako zvlasté
dobfe upotFebitelné a vyhodné jako pifisada
také p¥i pouZiti slou€enin podle vynédlezu ve
smésich se slougeninami, které jsou Sté&pi-
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telné kyselinou. VyZaduji zna&nou diferen-
ciaci mezi osvétlenymi a neosvétlenymi ¢ést-
mi vrstvy p¥i vyvijeni, zvlasté v pFipadé vyse
kondenzovanych pryskyfic se substituova-
nymi fenoly jako sloZkami formaldehydové-
ho kondenzétu.

Druh a mnoZstvi novolakové pryskyfice
miZe byt rizné podle ufelu pouZiti. Vyhod-
né se podil novolaku pohybuje mezi 30 a
90 % hmotnosti, zvlasté vyhodné mezi 55 a
85 % hmotnosti, vztaZeno na celkovou hmot-
nost pevné latky. Misto nebo ve smési s no-
volaky jsou vyhodn& pouZitelné také dal3i
pryskyfFice obsahujici fenolové skupiny.

Navic se mohou soufasng pouZivat je3ts
¢etné dalsi pryskytice, vyhodné vinylové po-
lymery, jako polyvinylacetdty, polyakryléaty,
polyvinylethery a polyvinylpyrrolidony, kte-
ré se samy mohou modifikovat komonomery.
Nejpiiznivéjsi podil téchto pryskyfFic se fidl
podle aplikatné technickych poZadavkl a
podle vlivu podminek vyvijeni a ¢ini obecné&
ne vice neZ 20 %, vztaZeno na novolak. V
malych mnoZstvich mliZe smé&s citlivd na
svétlo za dadelem specidlnich poZadavkd,
jako je ohebnost, dobrd adheze a lesk, ob-
sahovat jeSté kromé& toho latky, jako jsou
polyglykoly, derivdaty celulosy, smé&cedla,
barviva a jemné dispergované pigmenty, ja-
koZ i podle potieby absorbéry ultrafialového
svétla.

Vyvijeni se provadi vyhodn& pomoci vod-
né&-alkalickych vyvojek, které jsou v tech-
nice obvyklé a které mohou obsahovat malé
mnoZstvi organickych rozpoustédel. Fotopo-
lymerisovatelné smé&si se mohou vyvijet také
poioci organickych rozpoustédel.

Nosite uvedené jiZ v souvislosti s foto-
polymerisovatelnymi smésmi, pFichazejirov-
n&Z v tvahu pro positivng pracujici kopiro-
vaci materidly, a navic se mohou pouZivat
v mikroelektronice obvyklé kfemikové po-
vrchy, povrchy na bézi nitridu kfemiku a
na béazi oxidu kfemiditého, jakoZ i kovové
povrchy a povrchy na bézi polymert.

Mno#stvi sloudenin, které se pouZivaji po-
dle vynélezu jako fotoinicidtory, miiZe byt
v positivng pracujicich smésich podle latky
a podle vrstvy velmi rozdilné. Pfiznivych
vysledkdl se dosahuje za pouZiti asi 0,05 aZ
asi 12 %, vztaZeno na celkovy podil pevné
latky, vyhodné za pouZiti asi 0,1 aZ 8 %.
Pro vrstvy s tloudtkou nad 10 um se doporu-
duje pouZivat relativné malé mnoZstvi 14t-
ky, kterd uvoliiuje kyselinu.

Zésadnd je k ozafovdni vhodné elektro-
magnetické zéfeni s vinovymi délkami aZ
do asi 550 nm. Vyhodny rozsah vinovych dé-
lek &ini 220 aZ 500 nm.

Rozmanitost sloudenin podle vynélezu,
jejichZ absorp&ni maima se ¢4stetn#& naché-
zeji jestd daleko ve viditelné €4sti spektra
a jejich absorpéni rozsah mfiZe pFesdhnout
pFes 500 nm, dovoluje piizplisobit fotoini-
cidtor optimédlné v zdvislosti na pouZity
zdroj svétla. Principidlng neni rovndZ vy-
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loufena sensibilisace. Na druhé strané je
viak také moZné a ve smyslu vyndalezu je
u¢elné pouZivat tentyZ fotoinicidtor v hrao-
tach citlivych na ozéleni, Které se vystavuji
zareni z rozdilnych zdrojll zdfeni a tim za-
Feni rizné vinové délky.

Velky pocet fotoinicidtorll podle vynélezu
vykazuje vynikajici vysledky jak v hmotach
citlivych na zAfeni pro zpracovani v auto-
matickych osvétlovacich pFistrojich osaze-
nych lasery s argonovymi ionty, jako v ko-
pirovacich materidlech, které se osvétluji
vysokotlakymi rtutovymi vybojkami s obsa-
hem halogenidu kovu. Jako dalsi zdroie
svétla lze jmenovat napriklad: trubkové Z4-
rovky, xenonové impulsové Zarovky a uhli-
kové obloukovky.

Kromé& toho je moZné v pFipad8 smési
citlivych na svétlo ozafovani obvyklymi pro-
jekénimi pfistroji a zvétSovacimi pFistroji
svétlem Zarovky s vldknem z kovu a kon-
taktnim ozarovdnim obvyklymi Zarovkami.
Ozarovani se muZe provadét také dal3imi
lasery. Pro udely podle predloZeného vyné-
lezu jsou vhodné vykonué, krdtkovinné la-
sery, napfiklad Excimer-laser, laser s ionty
kryptonu, laser s barvivem a helium-kad-
mium-laser, Které zejména emituji v rozsahu
mezi 200 a 550 nm.

Ozatovani elektronovym zatfenim je dalsi
mozZnost diferenciace. Elektronovd zéafeni
mohou smési, které obsahuji nékterou ze
slou€enin podle vynédlezu a slouCeninu. kte-
ra je Stépitelnd kyselinou, stejné jako ¢etné
dalSi organické materidly pronikavé rozkla-
dat a zesitovat tak, aby vznikl negativni
obraz, jestlie se neozérené Céasti odstratniuji
rozpoustédlem nebo ozdfenim bez predlohy
a vyvijenim.

PFi malé intenzité nebo/a pi¥i vyssi rych-
losti pohybu elektronového paprsku zpiso-
buje naproti tomu elektronové zafeni dife-
renciaci ve sméru vyssi rozpustnosti, tj. o-
zalené ¢dasti vrstev se mohou odstranit vy-
vojkou. PFiznivé podminky se mohou zjistit
predb&Znymi pokusy.

Vyhodné pouZiti nachédzeji smési citlivé na
svitlo obsahujici nékterou ze slou€enin po-
dle vynélezu pfi vyrobé tiskovych forem, tj.
zejména forem pro ofsetovy tisk, autotypic-
ky hlubotisk a sitotisk, v roztocich fotochra-
nidel a v tzv. suchych chréanidlech.

Daji se pouZivat také vyhodné pii vyrobé
lepivych f6lii podle WO-A 81/02261 misto
tam uvddé&nych naftyl-bis-trichlormethyl-s-
-triazind. ‘

Nésledujici pfiklady slouZi k bliZz§imu ob-
jasnéni vyndlezu. V prikladech jsou dily
hmotnostni a dily objemové v poméru jako
g :ml. Udaje procent a mnoZstvi se, pokud
neni uvedeno jinak, rozumi jednotky hmot-
nostaol.

Nejd¥ive se popisuje vyroba celé fady no-
vych arylvinylfenyl-bis-trichlormethyl-s-tri-
azintl, které se testuji ve smésich citlivych
na svétlo podle vynédlezu jako slouéeniny
odstépujici kyselinu a jako sloudeniny uvol-
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nujici radikaly. Tyto sloueniny se oznafuji
Cisly 1 a7 19 a pod timto oznadenim se opét
uvidéji v aplikaZnich prikladech. Arylvinyl-
fenylkarbonitrily vzorce III, které se pouzi-
vajl jako vychozi latky, jsou dilem zndmé z
literatury, a dilem se pFipravuji analogicky
podle metody, kterd je uvedena pro nejjed-
nodussiho zastupce této skupiny sloudsznin.

Také za ¢Celemn vyroby nitrild slouZicich
jako vychozi sloudeniny pro slouceniny &. 2
27 12, 18 a 19, se uvadi v reakci diethyl-
ester 4-kyanfenylmethanfosfonové kyseliny
jako P-O-aktivovand slozka s aldehydem Ar-
-CHO odpovidajicim tdajim z tabulky 1; k
vyrobé nitrilu slouCeniny 16 se uvadi v re-
akci s acetofenonem. P-O-aktivované sloZka
pri vyrobé vychoziho nitrilu pro slouceninu
¢. 17 je predstavovdna diethylesterem 2-
-kyanfenylmethanfosfonové kyseliny.

Diethylester 2-chlor-4-kyanfenylmethan-
fosionové kyseliny slouZil k syntéze vycho-
zich nitrild pro slouteniny €. 13 aZ 15. Este-
ry fosfonové kyseliny se ziskaji nésleduii-
cirm zpfsobem:

3-chlor-4-methylbenzoova kyselina se pfe-
vede pres chlorid kyseliny a amid dehydra-
taci thionylchloridem na 3-chlor-4-methyl-
benzonitril, ten se preméni pdsobenim N-
-bromsukcinimidu v tetrachlormethanu na
4-brommethyl-3-chlorbenzonitril a z ného se
reakci s triethylfosfitem ziskd ester fosfo-
nové kyseliny.

Obecny piedpis pro vyrobu arylvinylfenyl-
karbonitrild pomoci pfipravy stilben-4-kar-
honitrilu

Do intenzivn& michané smési 22 g préasko-
vého hydroxidu draselného a 200 ml dime-
thylformamidu se pfikape za chlazeni le-
dem b&hem 2 hodin roztok 0,1 molu benzal-
dehydu v 0,005 molu diethylesteru 4-kyan-
fenyvlmethanfosfonové  kyseliny. Reakéni
smés se michd za pokradujiciho chlazeni
ddle po dobu 1 hodiny a dale pak 1 hodinu
hez chlazeni. Potom se reakéni smés vylije
do 1 litru ledové vody, kterad obsahuje 52 ml
koncentrované chlorovodikové kyseliny. Sra-
Zenina se odfiltruje, promyje se vodou aZ do
odstranéni chloridovych iontli, vysusi se a
prekrystaluje se z methanolu.

Stilben-4-karbonitril o teploté tani 116 aZ
118 °C se ziskd ve vytéZku 84 % teorie.

Obecny predpis pro vyrocbu 2-(4-arylvinyl-
fenyl)}-4,6-bis-trichlormethyl-s-triazint po-
moci pFipravy 2-(4-styrylfenyl)-4,6-bis-tri-
chlormethyl-s-triazinu

Do michané suspenze 0,5 molu stilben-4-
-karbonitrilu, 3,0 molu trichloracetonitrilu
a 0,06 molu bromidu hlinitého se p¥i teploté
24 aZ 28 °C zavadi plynny chlorovodik aZ do
nasvceni.

PFitom se pevné latky témé&f¥ uplné roz-
pusti. Potom se vytvofi sraZenina, obsah
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baiiky pFfejde na kaSovitou konzistenci a
dochdzi k odStépeni chlorovodiku. Chlaze-
nim se smés udrZuje po dobu 6 hodin na
teploté 28 aZ 30 °C a potom se ponechd v
klidu p¥i teploté mistnosti po dobu 24 aZ 48
hodin. Reakéni smés se vyjme 1,6 litru me-
thylenchloridu, roztok se promyje vodou do
neutrdlni reakce a vysuSi se siranem sod-
nym. Po oddestilovdni rozpouSté&dla za sni-
Zeného tlaku se zbytek vyjme 600 ml me-
thylenchloridu a k roztoku se pifidd 1700
mililitrdi methanolu. Vykrystaluje 210 g (85
procent teorie) jeSté marn& zneciSténého 2-
-(4-styrylfenyl)-4,6-bis-trichlormethyl-s-tri-

16

azinu, ktery se miiZe jeSt8 &istit dal§im pfe-
krystalovdnim ze smési methylenchloridu a
methanolu. Dvoji teplota tani 160 aZ 163 °C
a 170 aZ 179 °C.

Jako katalyzdtor se hodi také chlorid hli-
nity. Bortrifluorid-etherat je méné& d&innym
katalyzdtorem, skyta vSak velmi ¢isté reaké-
ni produkty.

Odpovidajicim zpfisobem se pripravi tri-
aziny uvedené v ndsledujici tabulce 1, pii-
¢emZ v né&kterych pfipadech se provadi
chromatografické €iSténi reakénich produk-
th.
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Priklad 1

Hlinikové desky s elektrochemicky zdrs-
nénym, anodisovanym a pr¥edem pomoci 0,1-
procentniho vodného roztoku polyvinylfosfo-
nové Kkyseliny upravenym povrchem se za
pouZiti roztokil

6,63 dilu hmotnostniho kresol-formaldehy-
dového novolaku (rozsah teploty tdni 105
aZ 120 °C podle DIN 53 181),

1,99 dilu hmotnostniho polymerniho ortho-
esteru, vyrobeného kondenzaci trimethyl-
esteru orthomravendi kyseliny s 4-0xa-6,6-
-bis-hydroxymethyl-okten-1-o0lu,

0,33 dilu hmotnostniho sloufeniny €. 1 a

0,05 dilu hmotnostniho baze krystalové vio-
leti ve

30 dilech hmotnostnich ethylenglykolmono-
methyletheru,

52 dilech hmotnostnich tetrahydrofuranu a
9 dilech hmotnostnich butylacetatu

opatfi vrstvou tak, aby po wvysuSeni vznikla
vrstva o tloudfce asi 2,0 um. Svétlocitliva
vrstva se osvitne pfes predlohu, kterd vedle
¢arovych a rastrovych 'motivii obsahuje sedy
klin se 13 stupni, jejichZ optickd hustota je
odstupiiovdna po 0,15, 5 kW Zarovkou s ha-
logenidem kovu ve vzdalenosti 110 cm po
dobu 15 sekund a po prodlevé 10 minut se
vyviji po dobu 1 minuty vyvojkou nésleduji-
ciho sloZeni:

5,5 dilu hmot. metaki‘emi¢itanu sodného X
X 9 H20,

3,4 dilu hmot. trinatriuvmfosfatu X 12 H20,

0,4 dilu hmot. natriumdihydrogenfosfitu,
bezvodého,

90,7 dilu hmot. vody.
Ziskd se pozitivni zobrazeni pfedlohy. Po-

kus s tiskem za pouZiti takto vyrobené tis-
kové formy na stroji pro ofsetovy tisk byl
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pFeruSen po 140 000 tisicich, které mély jes-
t& stdle bezvadnou kvalitu.

Kopirovaci vysledek dosaZeny v tomto pii-
kladu, mé&reno podle poétu vyvinutych stup-
nd pri pouZiti Sedého klinu se rovnéZz do-
sdhne, jestliZe se slouenina ¢. 1 nahradi
vZdy stejnym hmotnostnim mnoZstvim né-
které ze sloufenin €. 3, 4, 5, 6, 7, 12 a 13,
popripadé& smésmi téchto sloudenin.

Piisoudime-li inicidtorm &. 5 a €. 20,
zvlasté zdbraziiovanym v DE-C &. 2 718 259,
tj. 2-(4-ethoxynaft-1-yl}-, popfipad& 2-ace-
naft-5-yl-4,6-bis-trichlormethyl-s-triazinu
faktory svételné citlivosti 100, popFipadé
125, pak nutno shora uvedenym fotoinicia-
torGm prisoudit faktory mezi 135 a 140.

Priklad 2

Tiskové desky formatu 580 mm X 420 mm,
sestavajici z elektrochemicky zdrsnéné, a-
nodisované a pomoci polyvinylfosfonové ky-
seliny pfedem upravené hlinikové f6lie a ze
svétlocitlivé vrstvy ndsledujiciho sloZeni:

73,96 dilu hmnot. novolaku podle pFikladu 1,

22,19 dilu hmot. polyorthoesteru podle pii-
kladu 1,

3,70 dilu hmot. fotoinicidtoru a
0,15 dilu hmot. bédze krystalové violeti,

se osvitnou ultrafialovym z&Ffenim laserem
s argonovymi ionty po Fadcich, pfifemZ se
podet popsanych Fadkfi vztaZeno na 1 cm
postupné zvySuje. Vykon laseru se pfi tom-
to postupu udrZuje na stdle stejné vysi. O-
svitnuté tiskova deska se potom skladuje po
dobu 10 minut-p¥i teploté mistnosti, potom
se po dobu 60 sekund vyviji vyvojkou uve-
denou v pfikladu 1 a zbarvi se mastnou bar-
vou. Od urcitého poétu Faddku na 1 cm jsou
nezbarvend mista jasnd a nejsou jiZ zbarve-
na.

Z vykonu laseru na povrch desky, z délky
fadkd, z poltu Fadkf/s a ze zjistdnych na-
potitanych rddkd na 1 cm se da& vypoditat
minimalni spotfeba energie zdvisld na po-
uZitém fotoinicidtoru, kterd je potFebnd pro
vyvijenl nezbarvenych mist, které by bylo
prosté barevnych odstint. Tyto hodnoty e-
nergie udava néasledujici tabulka:




249527

19
Tabulka
slougenina minimdalni spotfeba energie
¢islo (m]J/cm?)
1 6,5
3 7,5
4 6,7
5 5,6
6 6,5
7 6,5
12 7,8
13 5,6
14 7,2
16 7,3
Pro srovnéni:
slouCenina &islo minim&lni
spotfeba
energie
(m]/cm?)
2-(4-ethoxynaft-1-y1)-4,6-
-bis-trichlormethyl-s-triazin 8,4
2-acenaft-5-yl-4,6-bis-tri-
chlormethyl-s-triazin 11,2
2-(4-methoxystyryl)-4,6-bis-
-trichlormethyl-s-triazin 9,2

Toto srovndni ukazuje, Ze vi€i emisi Za-
rovek s halogenidem kovu vysoce aktivni,
avSak novymi fotoiniciadtory jeSt& pfedstiZe-
ny fotoinicidtor 2-acenaft-5-yl-4,6-bis-tri-
chlormethyl-s-triazin mé& pfi osvitu laserem
0 100 % vy3$5i minimdalni spotfebu energie
ve srovndni se slou€eninami €. 5 a & 13 po-
dle tohoto vyndlezu.

Pf¥iklad 3

Mechanicky zdrsnénd hlinikov4 félie s na-
nesenou vrstvou ndsledujiciho sloZeni:

76,63 dilu hmot. fenol-formaldehydového
novolaku [rozsah teploty tdni 110 aZ 120 °C
podle DIN ¢&. 53 181),

19,16 dilu hmot. polyacetalu z 2-ethylbutyr-
aldehydu a triethylenglykolu,

3,83 dilu hmot. slouc¢eniny ¢. 18 a
0,38 dilu hmot. baze krystalové violeti,

pritemzZ se tato vrstva nanasi z 10% roztoku
vi methylethylketonu, se osvitne po dobu 5
sekund za podminek uvedenych v pfikladu
1 a potom se vyviji 45 sekund vyvojkou u-
vedenou v pFikladu 1. Ziskd se tiskova for-
ma s pozitivnim obrazem pifedlohy.

Ponékud sniZené svétlocitlivosti se dosa-
huje za pouZiti slou€eniny €. 19.
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Pfiklad 4

Vhodnost novych bis-trichlormethyl-s-tri-
azind jako inicidtordl v hmotéach citlivych na
elektronové zafeni je ilustrovana nasledu-
jicim pokusem:

Na mechanicky zdrsnénou hlinikovou f6-
lii o tlouSfce asi 1,1 um se nanesou vrstvy
néasledujiciho sloZeni:

73 dild hmot. novolaku podle pfikladu 1,

22 diltt hmot. bis-[5-butyl-5-ethyl-1,3-dioxan-
-2-yl)etheru 2-butyl-2-ethylpropandiolu a

5 dill hmot. jedné ze sloucenin €. 2, 9 a 10.

Takto upravené folie se pak osvitnou
11 kV-elektrony.

Pri proudu zareni 5 uA postati doba oza-
Fovani 4 sekund, aby se pole o plo$e 10 cm?
po 60 sekunddch phsobeni vyvojky z piikla-
du 1 rozpustilo. To odpovid4 citlivosti shora
uvedenych vrstev 2 uC/cm?.

P¥iklad &

Deska z elektrolyticky zdrsunéného a ano-
disovaného hliniku se pomoci odstredivky
opatfi vrstvou za pouZiti roztoku k nana3ent
vrstvy nésledujictho sloZeni:

6,7 dilu hmot. trimethylolethan-triakrylatu,

6,5 dilu hmot. kopolymeru methylmethakry-
latu a methakrylové kyseliny, ¢islo kyselosti
115,

0,12 dilu hmot. slouceniny €. 1,

64,0 dilu hmot. ethylenglykolmonoethylethe-
ru,

22,7 dilu hmot. butylacetdtu a

0,3 dilu hmot. 2,4-dinitro-6-chlor-2‘-acet-
amido-5‘-methoxy-4‘-(N-g-hydroxyethyl-N-
-‘-kyanethylamino}azobenzenu,

tak, aby se po vysuSeni ziskala vrstva o
plosné hmotnosti 3 a% 4 g/m?. Potom se des-
ka opat¥i 4 um tlustou kryci vrstvou z poly-
vinylalkoholu (K-hodnota 4; 12 % zbytko-
vych acetylovych skupin), osvitne se pod
pfedlohou s halogenidem a rastrovym mo-
tivem pomoci 5 kW-Zarovky s halogenidem
kovu ze vzddlenosti 110 ¢cm po dobu 22 se-
kund a vyviji se 1,5% roztokem metakiemi-
¢itanu sodného.

Ziskd se negativni zobrazeni predlohy.
Pokus s tiskem za pouZiti takto vyrobené
desky pro ofsetovy tisk byl pferusen po
200 000 se stdle jeSt& bezvadnou kvalitou.



249527

Piiklad 6

Tento pFiklad popisuje negativni suché
chranidlo. Na polyethylentereftaldtovou fo-
1ii se odstfedovanim nanese vrstva za po-
uZitl roztoku sestdvajiciho z:

24,9 dilu hmot. kopolymeru ze 30 dilii hmot.
methakrylové kyseliny, 60 dild hmot. n-he-
‘xyhmethakrylatu a 10 dild hmot. styrenu,

16,1 dilu hmot. reakéniho produktu z 1 molu
2,2 4-trimethylhexamethylendiisokyandtu a
2 mold hydroxyethylmethakrylatu,

0.41 dilu hmot. triethylenglykoldimethakry-
latu,

0,58 dilu hmot. slouéeniny &. 5,

0,11 dilu hmot. barviva uvedeného v piikla-
duba

57,9 dilu hmot. methylethylketonu tak, aby
po vysudeni vzuikla vrstva o ploné hmot-
nosti 25 g/m2

Tento materidl se pomoci na trhu obvy-
ki&ho laminaéniho zafizeni laminuje p¥i tep-
lot& 120 °C na nosié¢ z izolaéniho materidlu,
ktery nese 35 um tlustou médénou vloZku.
Po 60 sekundéch osvitu pfes prfedlohu, kte-
réd vedle garovych motivli a rastrovych mo-
tivh obsahuje Sedy klin s odstupiiovanou
optickou hustotou, za pouZiti zdrnia svétla
z pFikladu 1 a po vyvijeni 0,8% roztokem
uhli¢itanu sodného zbude negativ ¢arového
a rastrového motivu, jakoZ i stupné 1 aZ 6
gedého klinu jako vypoukly reliéf, stupeii 7
je Cdstetné zeslaben.

Vrstva chrénidla odoldva leptacim proce-
stim, napiiklad phsobeni chloridu Zelezité-
ho, a vlivim galvanickych ldzni p¥i vyrohs
desek,

Priklad 7

Pomoci odstfedivky se vrstva z mechanic-
kv zdrsnéného hliniku opatii vrstvou za po-
uZiti roztoku sestdvajiciho z:
4,3 dilu hmot. fenol-formaldehydového no-
volaku (rozsah teplot tani 110 aZ 120 °C po-
dle DIN ¢&. 53 181),
10,6 dilu hmot. N-vinylkarbazolu,

0,24 dilu hmot. 2-(p-dimethylaminostyryl}-
benzthiazoluy,

0,25 dflu hmot. nékteré ze sloufenin &. 15
ac. 18,

84.6 dilu hmot. methylethylketonu.

Po vysuSeni md svétlocitlivd vrstva tloust-
ku 1 aZ 2 um. Tato deska se po dobu 7,5
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sekundy osvitne podle piikladu 1 pomoci
pfedlohy, pfi¢emZ v mistech obrazu se ba-
revny odstin vrstvy zméni ze Zlutého na
derveno-oranzovy. Pohybovdnim desky ve
vyvijecim roztoku sestavajicim z:

0,6 dilu hmot. hydroxidu sodného,
0,5 dilu hmot. Na2Si03 .5 H20,
1,0 dilu hmot. n-butanolu a
97,9 dilu hmot. vody zcela zbavené soli,

se b&hem 75 sekund odstrani neosvétlené
¢asti vrstvy, osvitnuté &asti vrstvy pFijmou
charakter mastné barvy, takZe z takovéto
desky je moZno provadét tisk na stroji pro
ofsetovy tisk.

Pri ponékud prodlouZenych dobédch osvitu
se misto slou€enin €. 15 a €. 18 daji pouZivat
také slouceniny €. 8, 11 nebo 17.

Pfiklad 8

Opakuje se postup popsany v prikladu 7,
priemZ se v roztoku pouZivaném pro vy-
tvofeni vrstvy nahradi baze styrylového bar-
viva stejnym hmotnostnim mnoZstvim béaze
cyaninového barviva, tj. 2-[1-kyan-3-(3-e-
thylbenzthiazol-2-yliden)propen-1-yl]chino-
linem, a sloufenina &. 15 nebo &. 18 se na-
hradi sloudeninou €. 3 ve stejném mnoZstvi
a vrstva se nandsi na polyesterovou f6lii.

Po 12 sekundéich osvitu podle obrazu po-
dle pfFikladu 1 se barva barevnych mist z
plivodné svétle ¢ervené zméni na sytd fia-
lovou.

Pomoci vyvojky z p¥ikladu 3 se odstrani
mista, kterd nehyla zobrazena. Ziskd se ne-
gativni obraz prFedlohy.

Tento postup je vhodny k vyrobé& barev-
nych folii. ‘

Pifiklad 9

Deska z mechanicky zdrsnéného hliniku
se opatfi vrstvou dédle uvedeného sloZeni,
priemZ se uvedend vrstva nanaSi odstie-
dovanim z 10% roztoku v methylethylketo-

nu:

48.3 dilu hmot. epoxidové pryskyfice (z epi-
chlorhydrinu a bisfenolu A, hmotnost epo-
xyekvivalentu, tj. pomér molekulové hmot-
nosti a poc¢tu epoxyskupin v molekule, 182
az 174),

48,3 dilu hmot. novolaku podle pfikladu 1,
2,9 dilu hmot. sloufeniny &. 4 a
0,5 dilu hmot. krystalové violeti.

45sekundovym osvitem podle obrazu v
souhlase s tidaji v pfikladu 1- a 40sekundo-
vym vyvijenim pomoci vyvojky z p¥ikladu 7
se ziskd negativni obraz predlohy s nezbar-
venymi misty prostymi zavoje.

Nahradi-li se epoxidovd pryskyfice stej-
nym mnoZstvim uvedeného novolaku, je pfi
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vyvijeni sice kréatce patrny negativni obraz,
resistence vyvojky je vSak tak mald, Ze po
30 sekunddch se veSkerd vrstva z nosiCe
rozpusti.

P¥iklad 10

Nepropustné vrstvy positivné pracujici
notoresistentni latky se pripravi néasleduji-
cim zplsobem:

Roztok z

60 dilu hmot. butanonu,
30 dilu hmot. novolaku podle pfikladu 1,

8,58 dilu hmot. polyacetalu z 2-ethylhexa-
nalu a pentan-1,5-diolu,

0,12 dilu hmot. slouceniny &. 7 a
1,3 dilu hmot. polyvinylmethyletheru

se nandsf pomoci taZné spirdlové rakle na
vytistény médény povrch spojovaciho ma-
teridlu z prikladu 6, rozpou$tédlo se neché
dvandcthodinovym skladovdnim pii teploté
mistnosti odparit a deska se su3i 15 minut
infraervenym zarfenim pri teploté 70 °C.
70 wum tlustéd resistentni vrstva se po 60-
sekundovém osvitu zdrojem svétla z pfikla-
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du 1 pod pFedlohou z €4rovym motivem d&
vyvijet nastfikdnim 0,8% vodného roztoku
hydroxidu sodného b&hem 40 sekund.

Priklad 11
Roztok sestavajici z
23,3 dilu hmot. novolaku podle prikladu 1,

6,9 dilu hmot. bis-orthoesteru podle pfi-
kladu 4 a

1,0 dilu hmot. slouCeniny &. 1 v

6,9 dilech hmot. xylenu,

6,9 dilech hmot. butylacetdtu a
55,0 dilti hmot. 3-ethoxyethylacetédtuy,
se pomoci odstfedivky nandasi p¥i 4 000 ota-
¢ek za minutu na kiemenny kotoué o pri-
méru 7,6 cm, ktery je opatfen 1,0 um tlustou
vrstvou oxidu. Po 30 minutdch suSeni pfi
90 °C v su8arné s cirkulaci vzduchu ¢&ini
tlouStka resistentni vrstvy 1,15 um. Vrstvou
opatreny kotout z kifemene se osvitne pies
masku v zaFizeni pro kontakini osvit s jed-
nou vysokotlakou rtutovou vybojkou.

5,6 mJ/cm? postadi, aby se osvicend mista
resistentni vrstvy mohla béhem 90 sekund
rozpustit pomoci vyvojky z pfikladu 1.

PREDMET VYNALEZU

1. Smés citlivd na svétlo, obsahujici jako
afinnou sloZku derivat bis-trichlormethyl-
-s-triazinu a kopulacni reakéni sloZku, ktera
reaguje s produktem fotochemické reakce
derivdtu  bis-trichlormethyl-s-triazinu =za
vzniku produktu, ktery mé& ve vyvojce ab-
sorpci svétla nebo rozpustnost odliSnou od
kopulatni reakéni sloZky, wvyznadujici se
tim, Ze jako derivat bis-trichlormethyl-s-tri-
azinu obsahuje sloufeninu obecného vzorce
I

R3

1 2
Ar—CR=CR R
RG

(1)

v némZ

R! a R? znamenaji atomy vodiku nebo me-
thylové skupiny,

R% a R? jsou navzdjem rozdilné a zname-
naji vZdy atom vodiku nebo 4,6-bis-trichlor-
methyl-s-triazin-2-ylovou skupinu,

R% a RO jsou stejné nebo rozdilné a zna-

menajl atomy vodiku nebo atomy halogenu,
alkylovou skupinu s 1 aZ 3 atomy uhliku,
alkenylovou skupinu se 2 aZ 3 atomy uhliku
nebo alkoxyskupinu s 1 az 3 atomy uhliku,

Ar znamend jedno- aZ tfijaderny, pop¥i-
padé ¢asteCné hydrogenovany aromaticky
zbytek, ktery je popfipadé substituovan a-
tomy halogenu, nesubstituovanymi nebo a-
tomy halogenu, arylovymi skupinami nebo
aryloxyskupinami substituovanymi alkylovy-
mi zbytky, v nichZ jsou jednotlivé methyle-
nové skupiny popfFipad& nahrazeny atomy
kysliku nebo atomy siry, a pritemZ vidy
dvé z téchto skupin jsou popripadé spojeny
za vzniku péti- nebo S$estidlenného kruhu,
cykloalkylovymi skupinami, alkenylovymi
skupinami, arylovymi skupinami nebo aryl-
oxyskupinami vZdy s celkem nejvySe 12 ato-
my uhliku.

2. Smés podle bodu 1, vyznadujici se tim,
7Ze jako kopulacni reakéni sloZku obsahuje
ethylenicky nenasycenou sloufeninu, kterd
umoZiiuje zahdjeni polymerace vyvolané
volnymi radikéaly.

3. Smés podle bodu 1, vyznadujici se tim,
Ze kopulafni reakéni sloZka obsahuje ale-
spoii jednu vazbu C—O—C Stépitelnou ky-
selinou.

4. Smés podle bodu 1, vyznadujici se tim,
Ze kopulaéni reakéni sloZka se aktivuje ky-
selinou za ufelem kationické polymerace.

5. Smés podle bodu 1, vyznadujici se tim,
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Ze kopulatni reak&ni slozka je zesititelnd
plsobenim kyseliny.

6. Smé&s podle bodu 1, vyznadéujici se tim,
Ze kopula€ni reakéni sloZka méni piisobe-
nim kyseliny sviij barevny odstin.

7. Smés podle bodu 1, vyznadujici se tim,
Ze obsahuje slou€eninu vzorce I v mnoZstvi
0,05 aZ 10 % hmotnosti, vztaZeno na hmot-
nost jejich net&kavych podild.

8. Smés podle bodu I, vyznadujici se tim,
Ze navic obsahuje polymerni pojidlo, které
neni rozpustné ve vodé.

8. Smés podle bodu 8, vyznad&ujici se tim,
Ze pojidlo je rozpustné ve vodné&-alkalickych
roztocich.

10. Zptsob vyroby tcinné sloZky obecné-
ho vzorce I, vyzna&ujici se tim, Ze se 1 mol
slouCeniny obecného vzorce 111

26
R'f'l 5
1 2 R
Ar—CR=CR™ R0
RG

(1)

v némZ

R0 a RM jsou navzdjem rozdilné a zna-
menaji atom vodiku nebo skupinu CN a

Ar, RL, R?, R% a R® maji v§Se uvedeny vy-
znam, a 2 aZ 8 mollt trichloracetonitrilu
kotrimerisuje v piitomnosti halogenovodiku
a Friedel-Craftsovych katalyzéatori.
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